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膜厚の定義　理想

界面位置

例：理想的なSiO2薄膜サンプル

スパッタリング＆測定

界面が均一である理想的な膜だったら、

強度が0になったところを界面位置と決定できる。

界面位置
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膜厚の定義　実際
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A

B
界面位置 最大強度から1/2

SiO2

Si

実際ほとんどの場合、膜は均一に形成されていない。

そのため、最大強度から1/2になる強度までの厚さを

膜厚と定義している。

例：理想的なSiO2薄膜サンプル

スパッタリング＆測定
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膜厚の定義　ISOの記載

ISO 14606 内の用語定義の項目の一つに下記があります。
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